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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化水素および場合によっては再循環化合物によって構成され、第１の供給材料Ｆ１お
よび第２の供給材料Ｆ２を含む全般的な供給材料Ｆから合成ガスＳＧ製造する方法であっ
て、
　・第１の供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れは、水蒸気改質触媒を含む複数
の反応管（３８）と、該管を含むシェルとを含む少なくとも１つの多管式熱交換反応器（
Ｒ）内の水蒸気改質を経て、第１の合成ガスＳＧ１が製造され；
　・該反応管（３８）は、主として、該シェル内の該管の外側に熱流体ＨＦを流通させる
ことによる伝達によって加熱されて、第２の合成ガスＳＧが製造され、ここで、熱流体Ｈ
Ｆは、実質的に窒素を含まない、０．５～１２ＭＰａの圧力を有する、第２の供給材料Ｆ
２の酸素による部分酸化の流れであり、該熱流体ＨＦは、供給材料Ｆ２の第１の部分の酸
素による第１の部分酸化の少なくとも１つの流れを含み、これは、熱交換反応器内を流通
させられて、該反応管を加熱し、次いで、これは、補足の部分酸化帯域（３２、３４、４
２、４４）において、単独でまたは混物として加えられる、供給材料Ｆ２の少なくとも１
つの第２の部分および酸素と混合されて、該第１の流れの温度を上昇させ、次いで、得ら
れた混合物の流れは、熱交換反応器（Ｒ）のシェル内を流通して、補足の熱を、反応管に
提供した後、熱交換反応器（Ｒ）を離れ；
　・合成ガスＳＧは、合成ガスＳＧ１およびＳＧ２を混合することによって製造される、
方法。
【請求項２】
　前記補足の部分酸化帯域（３２、３４）は、熱交換反応器（Ｒ）のシェル（３７）の内
側に配置される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記補足の部分酸化帯域（３２、３４）は、反応管を含まず、熱交換反応器（Ｒ）のシ
ェル（３７）の内壁に実質的に隣接する帯域である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　好ましくは水蒸気存在下の供給材料Ｆ２の少なくとも一部および酸素は、熱交換反応器
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（Ｒ）のシェルの少なくとも１つの帯域内に均一な補足の部分酸化を得るのに十分な乱流
条件下に、熱交換反応器のシェルの内側の１つの点に注入される、請求項１～３のいずれ
か１つに記載の方法。
【請求項５】
　好ましくは水蒸気が補給された供給材料Ｆ２の少なくとも一部および酸素は、得られる
混合物の温度が炎を伴って燃焼が起こる温度より低い条件下に、熱交換反応器（Ｒ）のシ
ェルの内側の、補足の接触部分酸化帯域の上流の１つの点に注入される、請求項１～４の
いずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　第１の供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れは、熱交換反応器（Ｒ）の一端に
入り、触媒燃焼帯域は、該端部に対して熱交換反応器の前半部分に位置する、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　補足の部分酸化帯域（４１、４４）は、熱交換反応器（Ｒ）のシェル（３７）の外側に
配置される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れは、熱交換反応器内を本質的に一方向に
流通し、熱流体ＨＦは、供給材料Ｆ１に対して少なくとも全体的向流として流通する、請
求項１～７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
　供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れは、熱交換反応器内を本質的に一方向に
流通し、熱流体ＨＦは、供給材料Ｆ１に対して少なくとも全体的な並流として流通する、
請求項１～８のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
　２つの合成ガスＳＧ１およびＳＧ２は熱交換反応器の外側で混合され、熱交換反応器か
らの出口におけるそれらのそれぞれの圧力Ｐ１およびＰ２は、条件：
０．８ＭＰａ＜Ｐ１＜１２ＭＰａ；０．８ＭＰａ＜Ｐ２＜１２ＭＰａ；および｜Ｐ２－Ｐ
１｜＜０．３５ＭＰａ
を満足する、請求項１～９のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１１】
　熱交換反応器（Ｒ）からの出口における合成ガスＳＧ２は、熱交換反応器（Ｒ）に入る
前に、供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れと、該流れの最終の予備加熱または
部分的水蒸気改質のために熱交換する、請求項１～１０のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１２】
　熱交換反応器（Ｒ）からの出口における合成ガスＳＧ２は、熱交換反応器（２ｂ）にお
いて、熱交換反応器（Ｒ）に入る前の供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れと、
供給材料Ｆ１の部分的水蒸気改質のために熱交換し、次いで、合成ガスＳＧ２は、熱交換
反応器（Ｒ）を離れる合成ガスＳＧ１の流れと混合されて、合成ガスＳＧを形成し、これ
は、熱交換器（２ａ）において、供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れを、熱交
換反応器（２ｂ）の丁度上流で予備加熱する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　供給材料Ｆ１を含み、水蒸気が補給された流れは、熱交換反応器（Ｒ）に入る前に５０
０～７００℃に予備加熱され、熱交換反応器（Ｒ）からの出口における合成ガスＳＧ１の
温度は８００～９５０℃であり、熱交換反応器（Ｒ）からの出口における合成ガスＳＧ２
の温度は８５０～１１５０℃である、請求項１～１２のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１つに記載の方法に由来する合成ガスＳＧから水素を製造す
る方法。
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